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Przyrzad do wytwarzania piany .
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Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do wytwa-
rzania piany przez zasysanie cieczy do zasobnika
i wytlaczanie jej, stuzgcy jednocze$nie do rozpro-
wadzania piany przed goleniem.

Znany sposéb wytwarzania piany, stosowany pow-
szechnie dla zmiekczenia zarostu przed goleniem,
polega na rozprowadzaniu cieczy za pomocg pe-
dzla.

Znane. tez sg aparaty wciSnieniowe, wytwarzajace
piane przy wydmuchiwaniu odpowiednich cieczy
poprzez dysze.

Przyrzad do wytwarzania piany wediug wynalaz-
ku umozliwia wytwarzanie piany z kremu do go-
lenia lub proszku w sposéb bardzo prosty i sku-
teczny, a ponadto jest wygodny, estetyczny i tani.
W porownaniu ze znanymi sposobami, sposob we-
dlug wynalazku umozliwia szybsze uzyskanie
zmiekczenia zarostu, gdyz szybciej wytworzona
zostaje piana. Przyrzad wedlug wynalazku w sto-
sunku do znanych przyrzagdow jest tatwy do od-
kazamia i dezynfekcji po wuzyciu, nie traci swych
wlasciwosci z biegiem czasu, w szeczegdlnosci
praktycznie mnie S$ciema sie. Przyrzad umozliwia
réwnomierne rozprowadzenie piamy po zaro$cie i
jednoczesnie mechanicznie przygotowuje zarost do
golenia. Ciecz kolejno zasysa sie i1 wytlacza
i podczas intensywnego ruchu wytworzona zostaje
piana, gestmiejgca przy powtarzaniu cykli.

Na rysunku fig. 1 przedstawia przyrzad do wyt-
warzania piany w widoku w kierunku jego osi
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vodiuznej, fig. 2 — przyrzad w przeknoju wzdluz
linii A—A na fig. 1, a fig. 3 — przyrzad w prze-
kroju wdluz linii B—B na fig. 1.

Przyrzad wedlug wynalazku sktada sie z prostokat-
nej plytkip z wglebieniem z wewnetrznie nagwin-
tcwanym, w ktérym zamcccwana jest wewnetrzna
tulejka w wchodzaca przesuwnie w zewnetrzng tu-
lejke t, wyposazona w szyjke s, osadzong w otworze
szyjki balonika b. Robocza zewnetrzna strona ptyt-
ki p ma poprzeczne profilowane rowki r. Rowki r
tworzg linie kilkakrotnie lamane,do siebie réwno-
legte. Glebokosé rowkow r jest wieksza od grubosci
plytki p w miejscu, w ktérym znajduje sie wgle-
bienie z, dzieki czemu we wglebieniu z powstaja
podiluzne otwory, umozliwiajgce zasysanie i wy-
ttaczanie piany lub cieczy. Katy odcinkéw lama-
nej linii rowkéw r sg zawarte pomiedzy 170 i
190°. Wzajemna odleglo§¢ rowkow r jest rzedu
1—3 mm.

Wewnetrzna tulejka w jest jednoczesnie dozowni-
kiem kremu do gclenia lub plynnege mydla, a ba-
lonik b — zasobnikiem wytworzonej piany.
Odmiana przyrzadu —nie uwidoczniona na rysumn-
ku — ma na roboczej stronie plytki nalczene profi-
lowane druciki, tworzgce linie lamane, podobnie
jak rowki r w przynzadzie.

Zastrzezenia patentowe ..

1. Przyrzad do wytwarzania piany z mydla zna-
mienny tym, ze jest wyposazony w prostokatng
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piytke (p) z wewnetrznie nagwintowanym wgle-
bieniem (z), w ktérym zamocowana jest wew-
netrzna tulejka (w), wchodzgca przesuwnie w
zewnetrzng tulejke (t), wyposazong w szyjke
(s) osadzong w otworze szyjki balonika (b).

Przyrzad wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze
plytka (p) zawiera na zewnetrznej stronie po-
przeczne profilowane rowki (r), tworzgce wza-
jemnie do siebie rownolegle, kilkakrotnie ta-
mane linie, przy czym glebokos¢ rowkow (r)
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. Odmiana przyrzagdu wedlug zastrz.
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jest wieksza od grubosci plytki (p) w miejscu,
w ktorym znajduje sie wgtebienie (z).

. Przyrzad wediug zastrz.1i2znamienny tym, ze

katy odcinkéw linii lamanej sg zawarte pomie-
dzy 170 i 190°, a wzajemna odleglo§¢ rowkow
(r) jest rzedu 1—3 mm.

1—3 zna-

mienna tym, ze na roboczej, zewnetrznej stronie
plytki nalozone sg profilowane druciki, tworzgc
linie lamane.
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